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Vorrichtung und Verfahren zur Behandlung von Substratoberflachen 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Behandlung einer 

Substratbehandlungsflache eines Substrats, insbesondere Wafers, mit einem 

Fluid, insbesondere einer Fliissigkeit, durch Eintauchen der 

Substratbehandlungsflache in das Fluid gemaB Patentanspruch 1 sowie ein 

korrespondierendes Verfahren gemaB Patentanspruch 11. 

Die Reinigung von Waferoberflachen spielt in der Halbleiterindustrie eine 

groBe Rolle, wobei eine Art der Reinigung von Waferoberflachen die 

nasschemische Behandlung ist, die auch fur das Strippen von Polymeren 

verwendbar ist. 

Meist findet die Reinigung der Waferoberflachen mittels Fliissigkeiten statt, 

die auf die Oberflache des Substrats aufgebracht werden, insbesondere durch 

Fliissigkeitsstrudel, Tropfen, Schiitten, Spriihen, Aufdampfen etc. Dabei wird 

haufig das Substrat rotiert oder das Substrat wird am Ende der 
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Fliissigkeitsbeaufschlagung rotiert, um die Fliissigkeit von dem Substrat 

abzuschleudern. 

Technische Probleme bestehen haufig dabei, dass die Wafer immer dunner 

werden, wodurch Beschadigungen beim Rotieren des Wafers und/oder bei der 

Aufbringung der Fliissigkeit auftreten konnen. Auch die gleichmaBige 

Beaufschlagung ist eine groBe Herausforderung, darait die gesamte 

Waferoberflache mit den teils sehr teuren Fliissigkeiten zur Behandlung der 

Waferoberflache gleichmaBig und effizient beaufschlagt wird. Weiterhin soli 

eine Verschwendung der Fliissigkeit vermieden werden. 

Dariiber hinaus ist es wiinschenswert, dass der Reinigungsschritt innerhalb 

eines moglichst kurzen Zeitraums erfolgen kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine moglichst effizient 

arbeitende Vorrichtung und ein korrespondierendes Verfahren zum 

Behandeln, insbesondere Reinigen, einer Substratbehandlungsflache eines 

Substrats anzugeben, bei der eine gleichmaBige Behandlung mit geringst 

moglichem Fliissigkeitsverbrauch gewahrleistet werden kann. 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 11 gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen 

angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch samtliche 

Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den Anspriichen 

und/oder den Figuren angegebenen Merkmalen. Bei angegebenen 

Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte 

als Grenzwerte offenbart gelten und in beliebiger Kombination beanspruchbar 

sein. Soweit zur Vorrichtung offenbarte Merkmale auch als 

Verfahrensmerkmale aufgefasst werden konnen, sollen diese auch als 

verfahrensgemaB offenbart gelten und umgekehrt. 
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Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die Substratbehandlungsflache 

derart mit einem Fluid zu behandeln, dass das Substrat beziehungsweise die 

Substratbehandlungsflache in eine in einem Behalter vorgesehene Fliissigkeit 

eingetaucht wird, insbesondere wahrend einer Rotation der 

Substratbehandlungsflache. Die Rotation kann auch in Intervallen erfolgen, 

wahrend die Substratbehandlungsflache in dem Fluid eingetaucht ist. 

Wesentliches Merkmal der Erfindung ist es dabei, dass der, insbesondere 

wannenformige, Behalter rotierbar ist, damit nach einer oder mehrerer 

Behandlungen von Substratbehandlungsflachen das Fluid aus dem Behalter 

durch Rotation entfernt werden kann. AnschlieBend kann der Behalter mit 

einem frischen Fluid befiillt werden. Als Fluide kommen insbesondere 

Fliissigkeiten fur die nasschemische Behandlung in Frage. Durch die 

erfindungsgemaBe Ausgestaltung ist eine sehr homogene Beaufschlagung der 

Substratbehandlungsflache und, insbesondere bei Rotation des 

Eintauchmittels, auBerst effiziente Einwirkung des Fluids auf die 

Substratbehandlungsflache vorgesehen. Weiterhin gewahrleistet die 

vorliegende Erfindung eine optimale Nutzung des Fluids sowie einen sehr 

einfachen Austausch des Fluids. Dariiber hinaus findet wahrend der 

Behandlung der Substratbehandlungsflache eine geringstmogliche, 

insbesondere keine, Verwirbelung oder Verspriihung des Fluids im 

Behandlungsraum statt, so dass eine sehr saubere Behandlung ermoglicht 

wird. 

Sehr diinne Wafer konnen zur Fixierung auch auf sogenannten Film Frames 

befestigt werden. ErfindungsgemaB seien alle Arten von Wafern und 

Montierungen mit denen Wafer fixiert werden, sei es zur Stabilisierung 

und/oder zum Transport, offenbart. In der gesamten Patentschrift wird Wafer 

als Synonym fur Einzelwafer oder fur Wafer auf solchen Montierungen 

verwendet. 
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GemaB einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgesehen, 

dass das Aufnahmemittel als, insbesondere rotationssymmetrische, Wanne, 

insbesondere mit einer in Radialrichtung angewinkelten Wannenwand, 

ausgebildet ist. Die Wannenform ist einfach herstellbar und bei 

rotationssymmetrischer Ausgestaltung auf einfache Weise rotierbar. Eine 

angewinkelte Wannenwand hat den Vorteil, dass der Austrag des Fluids 

erleichtert wird. 

Hierbei ist es von Vorteil, wenn die Wanne gemaB einer weiteren 

vorteilhaften Ausfiihrungsform einen entgegen der Wannenform gekrximmten, 

insbesondere die Rotationsmittel iiberkragenden Umfangsrand zur Ableitung 

des Fluids zu einem, insbesondere ringformigen, Fluidsammelbecken 

aufweist. Auf diese Weise wird das Fluid gezielt in Richtung des 

Fluidsammelbeckens gefiihrt, und zwar durch die Rotation der Wanne und das 

dadurch bewirkte AbflieBen des Fluids uber den gekriimmten Umfangsrand, 

wobei der Umfangsrand mit Vorteil in dem Fluidsammelbecken endet. Somit 

ist auBerdem gewahrleistet, dass das Fluid nicht mit anderen Bestandteilen 

auBer der Substratbehandlungsflache, dem Aufnahmemittel und dem 

Fluidsammelbecken in Beriihrung kommt. Weiterhin ist es erfindungsgemaB 

vorteilhaft, wenn das, insbesondere durch einen Stator gebildete, 

Fluidsammelbecken an seinem Boden, insbesondere in mindestens einem 

abgesenkten Bereich, vorzugsweise an der tiefsten Stelle des 

Fluidsammelbeckens, mindestens einen, insbesondere jeweils mit einem 

ansteuerbaren Ventil versehenen, Ablauf aufweist. Somit wird das Fluid auf 

kurzestem Weg von dem Aufnahmemittel zum Fluidsammelbecken geleitet 

und kann von dort aus uber den Boden des Fluidsammelbeckens und im 

Boden vorgesehene Ablaufe abgezogen und insbesondere fiir die 

Wiederverwendung aufbereitet werden. 

Soweit das Aufnahmemittel, insbesondere ausschlieBlich im Bereich des 

Umfangsrands, auf dem, insbesondere als, vorzugsweise 
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rotationssymmetrischer, Hohlkorper ausgebildeten, Rotationsmittel fixierbar 
ist, ist das Aufnahmemittel austauschbar, beispielsweise bei 
VerschleiB/Verschmutzung oder Abnutzung oder zur Anpassung des 
Fluidaufnahmevolumens. Durch Fixierung ausschlieBlich im Bereich des 
Umfangsrands ist eine materialsparende Ausfuhrung moglich und dariiber 
hinaus ist ein Zugang zum Aufnahmemittel von unten moglich, insbesondere 
fiir ein weiter unten beschriebenes Heizmittel. 

Indem ein, insbesondere als, vorzugsweise rotationssymmetrischer, 
Hohlkorper ausgebildeter, Stator zur Halterung des im Stator rotierbaren 
Rotationsmittels vorgesehen ist, ist eine platzsparende und 
materialschonende Ausgestaltung der Vorrichtung erfindungsgemaB moglich. 

Dabei ist es erfindungsgemaB von Vorteil, wenn die Vorrichtung so 
ausgebildet ist, dass die Rotation des Rotationsmittels entlang eines, 
insbesondere ringformigen, am Innenumfang des Stators angeordneten 
Fiihrungsabschnitts, insbesondere mittels eines Kugellagers zwischen dem 
Fiihrungsabschnitt und einem korrespondierenden Fuhrungsabschnitt des 
Rotationsmittels erfolgt. Diese Ausfuhrung fiihrt zu einer stabilen 
Ausgestaltung der Vorrichtung, so dass eine entsprechend hohe 
Rotationsgeschwindigkeit und ein schneller Austrag des Fluids aus dem 
Aufnahmemittel erfindungsgemaB moglich sind. 

GemaB einer weiteren, erfindungsgemaBen Ausfiihrungsform sind Heizmittel 
zur Temperatursteuerung des Fluids vorgesehen, insbesondere in Form eines 
vorzugsweise rotierbaren, Heizkorpers mit einer Heizplatte. Die Heizmittel 
sind insbesondere unterhalb der Aufnahmemittel und/oder innerhalb des 
Rotationsmittels anordenbar. Uber eine entsprechende Steuerungseinrichtung 
ist das Heizmittel in seine Betriebsposition verfahrbar und entsprechend ist 
die Rotierung des Heizmittels steuerbar. Durch Rotation des Heizmittels 
erfolgt erfindungsgemaB eine Homogenisierung der 
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Temperaturbeaufschlagung entlang des Aufnahmemittels. Hierzu tragt auch 

eine aquidistante Anordnung der Heizplatte beziehungsweise der dem 

Aufnahmemittel zugewandten Oberflache der Heizplatte bei. Die Position der 

Heizplatte zur Unterseite des, insbesondere wannenformigen (Wanne), 

Aufnahmemittels ist vorzugsweise kontrollierbar und einstellbar. Der 

optimale Abstand zwischen der Unterseite der Wanne (Aufnahmemittel) und 

der Oberseite der Heizplatte ist dabei kleiner als 1cm, mit Vorzug kleiner als 

1mm, mit groBerem Vorzug kleiner als 300[im, mit groBtem Vorzug kleiner 

als lOO^m, mit allergroBtem Vorzug kleiner als 50jim. Der Raum zwischen 

der Heizplatte und der Wanne kann erfindungsgemaB auch mit einem Gas 

gespiilt werden, welches vorzugsweise gute Warmekonvektionseigenschaften 

besitzt, um die Warme optimal von der Heizplatte zur Wanne zu 

transportieren. Das Gas kann entweder uber Diisen (nicht eingezeichnet), die 

in den Zwischenraum ragen oder sich in der Heizplatte befinden, eingebracht 

werden. Da die Heizplatte drehbar gelagert sein kann, ist der Kontakt 

zwischen der Oberseite der Heizplatte und der Unterseite der Wanne bei einer 

Relativdrehung beider Bauteile vorzugsweise zu verhindern. Erfolgt keine 

Relativdrehung zwischen Heizplatte und Wanne, ist eine Kontaktierung der 

Oberflache der Heizplatte mit der Unterseite der Wanne zur schnelleren 

Warmeiibertragung oder zum Vorheizen denkbar. Vorstellbar ist auch, dass 

die Welle, auf welcher die Heizplatte sitzt, uber eine Kupplung (nicht 

eingezeichnet) mit der Hohlwelle auf der die Wanne liegt, kuppelt und so den 

spater beschriebenen Abschleudervorgang durch die Wannenrotation 

bewerkstelligt. 

Anstelle der Heizplatte ist auch ein Ultraschallkopf denkbar, der mit der 

Unterseite der Wanne in Kontakt fahrt und Schallwellen in die Fliissigkeit 

der Wanne einkoppelt um beispielsweise Reinigungsvorgange zu 

beschleunigen. Eine Kombination aus Ultraschallkopf und Heizplatte ist auch 

denkbar. Sollte die Einkopplung der Ultraschallwellen in die Fliissigkeit ohne 

Direktkontakt der Oberflache des Ultraschallkopfes mit der Unterseite der 
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Wanne fiber den Gasraum moglich sein, so soil dies hier ebenfalls offenbart 

sein. 

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Eintauchmittel, insbesondere 

rotierbare, Fixiermittel zur Fixierung des Substrats an einer von der 

Substratbehandlungsflache abgewandten Aufnahmeflache aufweisen und 

durch Rotation des Substrats wahrend der Behandlung der 

Substratbehandlungsflache, also in einem in Fluid eingetauchten Zustand, 

wird die meist mit einer chemischen Reaktion verbundene Behandlung 

deutlich beschleunigt. Die Rotation kann auch intervallweise erfolgen. 

Weiterhin kann die erfindungsgemaBe Rotation des Fixiermittels zum 

Abschleudern von an dem Substrat anhaftenden Fluid nach der Behandlung, 

also in einer Position oberhalb des Fluids, verwendet werden. Soweit das 

Abschleudern kurz oberhalb der Fluidoberflache erfolgt, wird moglichst 

wenig Fluid verschwendet, da der uberwiegende Teil des Fluids in das 

Aufnahmemittel tropft beziehungsweise geschleudert wird. Soweit Fluid uber 

den Rand des Aufnahmemittels geschleudert wird, wird es automatisch im 

Auffangbehalter angesammelt. Indem die Rotationsgesehwindigkeit beim 

Herausfahren des Substrats aus dem Fluid, insbesondere bis auf Null, 

reduziert wird und erst anschliefiend langsam erhoht wird, wird die 

Ruckfiihrung des Fluids in das Aufnahmemittel weiter optimiert. 

GemaB einer weiteren, vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist 

vorgesehen, dass die Eintauchmittel Spulmittel zum Bespulen einer auBerhalb 

der Substratbehandlungsflache und auBerhalb der Aufnahmeflache 

verbleibenden Spiilflache mit einem Spulfluid aufweist. Hierdurch wird 

vermieden, dass das Fluid zur Behandlung der Substratbehandlungsflache 

andere Bereiche als die Substratbehandlungsflache am Substrat beaufschlagt. 

Als Spulfluid kommt insbesondere ein Inertgas in Frage, damit eine 

Durchmischung mit dem Fluid zur Behandlung des Substrats vermieden 

beziehungsweise verhindert wird. Bei dem Spulfluid kann es sich auch um 
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Fliissigkeiten handeln. Entscheidend ist, dass wahrend des 

Reinigungsvorganges der Vorderseite des Wafers, die Reinigungssubstanz der 

Wanne, die Ruckseite des Wafers nicht, oder nur in sehr geringen Mengen 

benetzen kann. 

Beira erfindungsgemaBen Verfahren ist gemaB einer vorteilhaften 

Ausfiihrungsform vorgesehen, dass das Rotationsmittel in einem Stator zur 

Halterung des Rotationsmittels rotiert wird, wobei die Rotation des 

Rotationsmittels entlang eines, insbesondere ringformigen, am Innenumfang 

des Stators angeordneten Fxihrungsabschnitts, insbesondere mittels eines 

Kugellagers zwischen dem Fiihrungsabschnitt und einem korrespondierenden 

Fiihrungsabschnitt des Rotationsmittels, erfolgt. 

VerfahrensgemaB kann weiterhin vorgesehen sein, die Temperatur des Fluids 

durch Heizmittel zur Temperatursteuerung zumindest wahrend des 

Eintauchens der Substratbehandlungsflache zu steuern. 

Soweit zumindest wahrend des Eintauchens der Substratbehandlungsflache 

eine Bespiilung einer auBerhalb der Substratbehandlungsflache und einer von 

der Substratbehandlungsflache abgewandten Aufnahmeflache verbleibenden 

Spiilflache erfolgt, wird eine Kontamination oder Beaufschlagung des 

Substrats auBerhalb der Substratbehandlungsflache vermieden 

beziehungsweise verhindert. 

VerfahrensgemaB ist es weiterhin mit Vorteil vorgesehen, die 

Substratbehandlungsflache durch Fixiermittel zur Aufnahme des Substrats 

zumindest wahrend des Eintauchens zu rotieren. Hierdurch wird die 

Behandlung beschleunigt. 

Die erfindungsgemaBe Konstruktion erlaubt auch den Wechsel der 

Chemikalien in der Wanne zwischen der Verwendung unterschiedlicher Wafer 
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und/oder wahrend der Fixierung eines einzelnen Wafers. Sehr oft soil die 

Oberflache eines Wafers, sequentiell mit unterschiedliche Chemikalien 

behandelt werden. Der Wafer bleibt in einem solchen Verfahren fixiert. Die 

Wanne wird, insbesondere sequentiell, mit den einzelnen Chemikalien 

gefiillt. Vor der Verwendung einer neuen Chemikalie wird die alte durch den 

erfindungsgemaBen Abschleudervorgang aus der Wanne geschleudert. 

Denkbar ist es auch, die Wanne als Mischbehalter fur Chemikalien zu 

verwenden, um eine entsprechende neue Chemikalie zu erhalten. Zwischen 

den Verwendungen unterschiedlicher Chemikalien kann es erfindungsgemaB 

vorgesehen sein, die Wanne mit einem Reinigungsmittel zu saubern. Das 

Reinigungsmittel gilt in diesem Fall auch als Chemikalie, wird allerdings 

vorzugsweise nicht mit den Wafer in Verbindung gebracht. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus 

der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele sowie 

anhand der Zeichnungen. Die zeigen in: 

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht einer Ausfiihrungsform der 

erfindungsgemaBen Vorrichtung und 

Figur 2 eine Explosionsdarstellung der schematischen Ansicht gemaB 

Figur 1. 

In den Figuren sind gleiche Bauteile oder Bauteile mit der gleichen Funktion 

mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. 

In der in Figuren 1 und 2 gezeigten Ausfiihrungsform der Erfindung besteht 

die Vorrichtung im Wesentlichen aus fiinf Hauptbestandteilen, namlich einem 

Stator 12, einem gegeniiber dem Stator 12 rotierbaren Rotationsmittel 13 

sowie einem auf dem Rotationsmittel 13 fixierbaren Aufnahmemittel 5. 

Weiterhin ist ein Heizmittel 16 in einen vom Rotationsmittel 13 und dem 
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Aufnahmemittel 5 gebildeten Heizraum 15 ein- und ausfahrbar, und zwar 

entlang einer Rotationsachse D. Als weiteres, wesentliches Bestandteil ist 

das Eintauchmittel 19 vorgesehen, das zum Eintauchen eines an Fixiermitteln 

22 aufgenommenen Substrats 9 in ein im Aufnahmemittel 5 vorgesehenes 

Fluid 8 dient. Hierzu ist das Eintauchmittel 19 entlang der Rotationsachse D 

verfahrbar ausgebildet. 

Die Fixiermittel 22 sind im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel Bestandteil der 

Eintauchmittel 19 und an diesen an einer Eintauchseite 19e an einem durch 

eine Steuerungseinrichtung rotierbaren Rotationskorper 19r durch Stege 19s 

angebracht. Zwischen dem Rotationskorper 19r und dem Fixiermittel 22 ist 

ein Spiilfluidkanal Ilk von Spulmitteln 11 zum Speisen eines Spulfluids von 

einer den Rotationskorper 19r durchsetzenden Spiilfluidleitung 19f 

vorgesehen. Als Spulfluid kommt insbesondere Inertgas in Frage, mit 

welchem das Substrat 9 zumindest teilweise mit Spulfluid beaufschlagbar ist. 

Als Fixiermittel 22 ist ein Chuck vorgesehen, der insbesondere uber 

Vakuumbahnen zur Fixierung und Aufnahme des Substrats 9 an einer 

Aufnahmeflache 9a uber nicht dargestellte Vakuumbahnen dient. Die 

Vakuumbahnen konnen analog der Spiilfluidleitung 19f oder durch die Stege 

19s hindurch an eine Vakuumeinrichtung angeschlossen sein. Die Aufnahme 

des Substrats 9 mit dem Fixiermittel 22 erfolgt in an sich bekannter Weise. 

Der Stator 12 besteht aus einem rotationssymmetrischen Unterteil 2 mit einer 

kreisringformigen Umfangswand 2w. An einer Unterseite 2u erstreckt sich 

von der Umfangswand 2w ausgehend ein kreisringformiger Ringabsatz 2r 

radial nach innen. Von dem Ringabsatz 2r erstreckt sich parallel zur 

Umfangswand 2w ein Lagerring 21. Zur Ausbildung eines Fiihrungsabschnitts 

12f als Bestandteil eines Kugellagers 3 an dem Lagerring 21 ist ein auf dem 

Lagerring 21 befestigbarer Lagerdeckel 23 fixierbar. 
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Ein korrespondierender Fiihrungsabschnitt 13f des Kugellagers 3 ist am 

Umfang des als Hohlkorper ausgebildeten Rotationsmittels 13 vorgesehen. 

Die Montage des Rotationsmittels 13 an den Stator 12 erfolgt durch 

Ausrichtung der Fiihrungsabschnitte 12f und 13f, wobei der Lagerdeckel 23 

erst auf dem Lagerring 21 befestigt wird, wenn Kugeln 3k des Kugellagers 3 

in dieses eingesetzt sind. Durch Fixierung des Lagerdeckels 23 wird das 

Kugellager 3 fertiggestellt. 

Das Rotationsmittel 13 iiberragt an einer oberen Stirnseite 13s eine Oberseite 

23o des Lagerdeckels 23, damit das auf der Stirnseite 13s mit einem 

Umfangsrand 5r aufliegende Aufnahmemittel 5 mit Abstand zu dem 

Lagerdeckel 23 angeordnet ist, obwohl der Umfangsrand 5r eine gerade, 

radial verlaufende Oberkante 5o aufweist. 

Der Umfangsrand 5r verlauft nicht nur uber den Lagerdeckel 23, sondern 

iiberkragt auch den Lagerring 21 in einem parallel zur Rotationsachse D 

verlaufenden Ringabschnitt 5a. Der Ringabschnitt 5a verlauft mit Abstand zu 

dem Lagerring 21 und dem Lagerdeckel 23 und endet in einem 

Fluidsammelbecken 21. Das Fluidsammelbecken 21 wird durch den Lagerring 

21, den Ringabsatz 2r und die Umfangswand 2w gebildet, wobei ein Boden 

21b des Fluidsammelbeckens 21 durch den Ringabsatz 2r gebildet wird. 

Die Rotationsmittel 13 sind somit durch das Kugellager 3 relativ zu dem 

fixierten Stator 12 rotierbar, und zwar durch am Rotationsmittel 13 

angeordnete Antriebsmittel 14, die von einem, insbesondere am Stator 12 

angebrachten, nicht dargestellten Antriebsmotor antreibbar sind, der von 

einer nicht dargestellten Steuereinrichtung gesteuert wird. 

Die Antriebsmittel 14 sind an einem Hohlkorper 4 des Rotationsmittels 13 an 

einem unteren Abschnitt vorgesehen, wahrend der Fiihrungsabschnitt 13f an 

einem oberen Abschnitt des Hohlkorpers 4 angeordnet ist. Die 
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Aufnahmemittel 5 sind innerhalb des Umfangsrandes 5r wannenformig 

ausgebildet, wobei eine sich an den Umfangsrand 5r anschlieBende 

Wannenwand 5w nicht parallel zu der Rotationsachse D, sondern angewinkelt 

zur Rotationsachse D unter einem Wannenwandwinkel W zwischen 15 Grad 

und 75 Grad, insbesondere zwischen 30 Grad und 70 Grad, bis zu einem 

Wannenboden 5b verlauft. Durch die Wannenwand 5w und den Wannenboden 

5b wird eine wannenformige Eintauchoffnung 5e des Aufnahmemittels 5 

gebildet. 

Das Aufnahmemittel 5 ist uber eine nicht dargestellte, insbesondere frei, 

vorzugsweise gesteuert durch die Steuerungseinrichtung, bewegliche, 

Fluidleitung mit dem Fluid 8 befullbar. Das Aufnahmemittel 5 ist so 

bemessen, dass das Substrat 9 zumindest mit einer gegeniiberliegend zur 

Aufnahmeflache 9a angeordneten Substratbehandlungsflache 9o in das Fluid 

8 eintauchbar ist. 

Die Aufnahmeflache 9a ist, insbesondere zumindest iiberwiegend, durch das 

Fixiermittel 22 verdeckt und wird dort nicht mit Fluid 8 beaufschlagt. 

Spatestens beim Eintauchen des Substrats 9 in das Fluid 8 wird das Spulfluid 

durch die Spiilmittel 11 entlang einer auBerhalb der Aufnahmeflache 9a und 

auBerhalb der Substratbehandlungsflache 9o vorgesehenen Spulflache 9s 

gespiilt. Diese erstreckt sich ringformig um die Aufnahmeflache 9a und das 

Spiilen mit dem Spulfluid fuhrt dazu, dass (auch) die Spulflache 9s moglichst 

nicht mit dem Fluid 8 beaufschlagt wird. 

Sobald die Substratbehandlungsflache 9o in das Fluid 8 eingetaucht ist, wird 

das Substrat 9 durch Rotation der Eintauchmittel 19 rotiert, so dass die 

Wirkung des Fluids 8 beschleunigt wird. 
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Zusatzlich kann die Wirkung des Fluids 8 auf die Substratbehandlungsflache 

9o beschleunigt werden, indem die Heizmittel 16 in den durch die 

Aufnahmemittel 5 und das Rotationsmittel 13 gebildeten Heizraum 15 

eingefahren und aktiviert werden. Die Heizmittel 16 umfassen eine dem 

Wannenboden 5b zugewandte Heizplatte 17 und einen die Heizplatte 

aufnehmenden Heizkorper 18, der zur Vergleichmafligung der Heizwirkung 

rotierbar ausgebildet ist. 

Sobald die Behandlung der Substratbehandlungsflache 9o abgeschlossen ist, 

wird die Rotationsgeschwindigkeit der Eintauchmittel 19 verringert und das 

Substrat 9 aus dem Fluid 8 herausgefahren, und zwar in die in Figur 1 

gezeigte Position. In dieser Position wird die Rotation des Substrats 9 wieder 

beschleunigt, damit etwaiges an dem Substrat 9 anhaftendes Fluid 8 zunachst 

abtropft und anschlieBend abgeschleudert wird. Der groflte Teil des 

abtropfenden beziehungsweise abgeschleuderten Fluids 8 wird in dem 

Aufnahmemittel 5 verbleiben, wahrend ein Bruchteil, vorzugsweise weniger 

als 10%, uber den Umfangsrand 5r hinweggeschleudert und in dem 

Fluidsammelbecken 21 aufgefangen wird. 

Nachdem mindestens ein Substrat 9, vorzugsweise aber mehrere Substrate 9 

entsprechend behandelt wurden, wird ein Austausch des Fluids 8 notwendig. 

Hierzu wird bei ausgefahrenem Eintauchmittel 19 das Rotationsmittel 13 

durch die Antriebsmittel 14 angetrieben, wodurch das Fluid 8 mittels der auf 

das Fluid 8 wirkenden Zentrifugalkraft radial von der Rotationsachse D aus 

nach auBen entlang dem Wannenboden 5b und der Wannenwand 5r uber den 

Umfangsrand 5r bis in das Fluidsammelbecken 21 hinein ausgetragen wird. 

Am Boden 21b beziehungsweise an dessen tiefster Stelle, insbesondere in 

einem abgesenkten Bereich 21a, sind am Umfang des Ringabsatzes 2r 

mehrere Ablaufe 6 verteilt angeordnet, durch die, insbesondere uber ein von 
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der Steuereinrichtung ansteuerbares Ventil, das Fluid 8 gezielt abgezogen 

werden kann und einer Aufbereitung zugefuhrt werden kann. 

Um das Fluid 8 moglichst vollstandig in dem Fluidsammelbecken 21 

aufzufangen, ist an dem Unterteil 2 ein Oberteil 1 vorgesehen, das eine zur 

Umfangswand 2w korrespondierende Umfangswand lw und einen radial nach 

innen gerichteten Ringabsatz lr aufweist. Das Oberteil 1 ist dabei so 

gestaltet, dass aus dem Aufnahmemittel 5 entlang der Wannenwand 5w nach 

aufien geschleudertes Fluid 8 an der von der Umfangswand lw und dem 

Ringabsatz lr gebildeten L-formigen Innenwand abgefangen wird und von 

dort in das Fluidsammelbecken 21 tropft oder entlang der Umfangswand 2w 

in das Fluidsammelbecken 21 lauft. 

Der Ringabsatz lr bildet eine Offnung 20, durch welche das Eintauchmittel 

19 zum Aufnahmemittel 5 bewegbar ist. Das Oberteil 1 ist als separates 

Bauteil ausgebildet, da die Offnung 20 einen Offnungsdurchmesser kleiner 

als der Durchmesser des Aufnahmemittels an dem Ringabschnitt 5a aufweist. 
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Bezugszeichenliste 

1 Oberteil 

lw Umfangswand 

lr Ringabsatz 

2 Unterteil 

2w Umfangswand 

2r Ringabsatz 

21 Lagerring 

2u Unterseite 

3 Lager 

3k Kugeln 

4 Hohlkorper 

5 Aufnahmemittel 

5r Umfangsrand 

5o Oberkante 

5a Ringabschnitt 

5b Wannenboden 

5e Eintauchoffnung 

5w Wannenwand 

6 Ablauf 

8 Fluid 

9 Substrat 

9o Substratbehandlungsflache 

9a Aufnahmeflache 
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9s Spulflache 

11 Spiilmittel 

Ilk Spulfluidkanal 

12 Stator 

12f Fiihrungsabschnitt 

13 Rotationsmittel 

13f Fiihrungsabschnitt 

13s Stirnseite 

14 Antriebsmittel 

15 Heizraum 

16 Heizmittel 

17 Heizplatte 

IB Heizkorper 

19 Eintauchmittel 

19e Eintauchseite 

19r Rotationskorper 

19s Stege 

19f Spiilfluidleitung 

20 Offnung 

21 Fluidsammelbecken 

21a Abgesenkter Bereich 

21b Boden 

22 Fixiermittel 

23 Lagerdeckel 

23o Oberseite 

D Rotationsachse 

W Wannenwandwinkel 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zur Behandlung einer Substratbehandlungsflache (9o) eines 

Substrats (9) mit einem Fluid (8) durch Eintauchen der 

Substratbehandlungsflache (9o) in das Fluid (8), mit folgenden 

Merkmalen: 

- Aufnahmemittel (5) zur Aufnahme des Fluids (8) mit einer 

Eintauchoffnung (5e) und 

- Eintauchmittel (19) zum Eintauchen der Substratbehandlungsflachen 

(9o) durch die Eintauchoffnung (5e) in das Aufnahmemittel (5), 

dadurch gekennzeichnet, dass 

Rotationsmittel (13) zur Rotation des Aufnahmemittels (5) zum 

zumindest iiberwiegenden Austrag des Fluids (8) aus dem 

Aufnahmemittel (5) vorgesehen sind. 
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2. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der das Aufnahmemittel (5) als, 

insbesondere rotationssymmetrische, Wanne, insbesondere mit einer in 

Radialrichtung angewinkelten Wannenwand (5w) ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der die Wanne einen entgegen der 

Wannenform gekrummten, insbesondere die Rotationsmittel (13) 

uberkragenden, Umfangsrand (5r) zur Ableitung des Fluids (8) zu 

einem, insbesondere ringformigen, Fluidsammelbecken (21) aufweist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der das, insbesondere durch einen 

Stator (12) gebildete, Fluidsammelbecken (21) an seinem Boden (21b), 

insbesondere in mindestens einem abgesenkten Bereich (21a), 

vorzugsweise an der tiefsten Stelle des Fluidsammelbeckens (21), 

mindestens einen, insbesondere jeweils mit einem ansteuerbaren Ventil 

versehenen, Ablauf (6) aufweist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, bei der das 

Aufnahmemittel (5), insbesondere ausschlieBlich im Bereich des 

Umfangsrands (5r), auf dem, insbesondere als, vorzugsweise 

rotationssymmetrischer, Hohlkorper (4) ausgebildeten, Rotationsmittel 

(13) fixierbar ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 4 oder 5, bei der ein, 

insbesondere als, vorzugsweise rotationssymmetrischer, Hohlkorper 

ausgebildeter, Stator (12) zur Halterung des im Stator (12) rotierbaren 

Rotationsmittels (13) vorgesehen ist. 
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7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Vorrichtung so ausgebildet ist, 

dass die Rotation des Rotationsmittels (13) entlang eines, insbesondere 

ringformigen, am Innenumfang des Stators (12) angeordneten 

Fiihrungsabschnitts (12f), insbesondere mittels eines Kugellagers (3) 

zwischen dem Fiihrungsabschnitt (12f) und einem korrespondierenden 

Fiihrungsabschnitt (13f) des Rotationsmittels (13) erfolgt. 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, 

bei der Heizmittel (16) zur Temperatursteuerung des Fluids (18) 

vorgesehen sind, insbesondere in Form eines, vorzugsweise rotierbaren, 

Heizkorpers (18) mit einer Heizplatte (17). 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorgehenden Anspruche, bei 

der das Eintauchmittel (19) Fixiermittel (11) zur Fixierung des 

Substrats (9) an einer von der Substratbehandlungsflache (9o) 

abgewandten Aufnahmeflache (9a) aufweist. 

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorgehenden Anspriiche, bei 

der das Eintauchmittel (19) Spiilmittel (11) zum Bespiilen einer 

auBerhalb der Substratbehandlungsflache (9o) und der Aufnahmeflache 

(9a) verbleibenden Spiilflache (9s) mit einem Spiilfluid aufweist. 
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11. Verfahren zur Behandlung mindestens einer Substratsbehandlungsflache 

(9o) eines Substrats (9) mit einem Fluid (8) mit folgenden Schritten, 

insbesondere folgendem Ablauf: 

- Eintauchen der Substratbehandlungsflache(n) in das in einem 

Aufnahmemittel (5) zur Aufnahme des Fluids (8) aufgenommenes 

Fluid (8), 

- Rotation des Aufnahmemittels (5) zum Entleeren des Fluids aus dem 

Aufnahmemittel (5). 
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12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem ein Rotationsmittel (13) in einem 

Stator (12) rotierbar gehaltert wird, wobei die Rotation des 

Rotationsmittels (13) entlang eines, insbesondere ringformigen, am 

Innenumfang des Stators (12) angeordneten Fiihrungsabschnitts (12f), 

insbesondere mittels eines Kugellagers (3) zwischen dem 

Fiihrungsabschnitt (12f) und einem korrespondierenden 

Fiihrungsabschnitt (13f) des Rotationsmittels (13) erfolgt. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 oder 12, bei dem die 

Temperatur des Fluids (8) durch Heizmittel (16) zur 

Temperatursteuerung zumindest wahrend des Eintauchens der 

Substratbehandlungsflache (9o) gesteuert wird. 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 11 bis 13, bei dem 

zumindest wahrend des Eintauchens der Substratbehandlungsflache (9o) 

eine Bespiilung einer auBerhalb der Substratbehandlungsflache (9o) und 

auBerhalb einer von der Substratbehandlungsflache (9o) abgewandten 

Aufnahmeflache (9a) verbleibenden Spulflache (9s) erfolgt. 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 11 bis 14, bei dem 

die Substratbehandlungsflache (9o) durch Fixiermittel (22) zur 

Aufnahme des Substrats (9) zumindest wahrend des Eintauchens rotiert 

wird. 


